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©  Vorrichtung  zur  Beschichtung  eines  Substrates  mittels  Plasma-CVD  oder  Kathodenzerstäubung,  das  damit  ausgeführte Verfahren  und  Verwendung  des  Verfahrens  zur  Herstellung  eines  Dünnfilmmessstreifensystems. 
@  Die  Beschichtung  eines  Substrates  mittels  Plasma-  der  für  die  Evakuierung  der  Kammer  erforderlichen  Vakuum- 
Chemical  Vapour  Deposition  oder  Kathodenzerstäubung  pumpe  aufliegenden,  den  Anschlussstutzen  freilassenden, 
findet  statt  in  einer  evakuierbaren  Kammer  (1),  in  der  eine  in  zweiten  Tel  (9,99).  Das  mit  dieser  Vorrichtung  ausgeführte 
axialer  Richtung  feststehende  erste  Elektrode  mit  einer  Verfahren  kann  mit  Vorteil  verwendet  werden  zur  Herstel- 

VB7>  Die  Beschichtung  eines  Substrates  mittels  Plasma- 
Chemical  Vapour  Deposition  oder  Kathodenzerstäubung 
findet  statt  in  einer  evakuierbaren  Kammer  (1),  in  der  eine  in 
axialer  Richtung  feststehende  erste  Elektrode  mit  einer 
zentralen  Bohrung  (Ringelektrode)  (5)  und  eine  Gegenelek- 
trode  (Plattenelektrode)  (3)  zentrisch  angeordnet  sind,  wobei 
die  Ringelektrode  auf  einem  zweigeteilten  Isolatorblock 
angeordnet  ist  mit  einem  oberen,  an  die  Ringelektrode 
angrenzenden,  mit  einer  der  zentralen  Bohrung  (11)  der 
Ringelektrode  entsprechenden  zentralen  Bohrung  (13)  verse- 
henen  ersten  Teil  (7)  und  mit  einem,  an  den  ersten  Teil 
unmittelbar  angrenzenden,  auf  der  Bodenplatte  (37)  der 
evakuierbaren  Kammer  (1)  über  einem  Anschlußstutzen  (21) 

lung  eines  Dünnfilm-Dehnungsmeßstreifen-Systems  beste- 
hend  aus  einem  elastisch  verformbaren,  flexiblen,  metalli- 
schen  Substrat,  auf  dem  eine  elektrisch  isolierende  Schicht 
aus  einem  plasmapolymerisierten  Material,  insbesondere 
aus  Si:N:0:C:H-haltigen  Verbindungen,  und  auf  dieser  eine 
strukturierte  Widerstandsschicht  sowie  eine  elektrisch  gut 
leitfähige  Schicht  mit  einer  Struktur  für  die  elektrische 
Kontaktierung  angebracht  sind.  # 
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